高真空三靶磁控溅射镀膜机

1、性能参数

产品型号：沈阳聚智真空设备有限公司JZCK-450-III 
样品加热台加热温度：室温 ~ 600℃±1℃

基片架转速：2 ~ 30转/分

基片尺寸：大样品台≦4英寸；3个小样品台≦30mm
2、应用范围

该设备适用于镀制单层膜、多层膜、掺杂膜，可镀制金属、氧化物、半导体等。
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